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GOUVÈNÈ HOCHUL ANONSE YON PATENARYA ESTRATEJIK 75 MILYON DOLA 

ANT NY CREATES AK SCREEN POU RANFÒSE KOLABORASYON NAN R&D 
SEMI-KONDIKTÈ ANT ETAZINI AK JAPON  

  
Apre envestisman 1 milya dola Gouvènè Hochul la ki te pèmèt li jwenn 9 milya 

dola nan finansman pou endistri a, Konplèks NanoTech Albany an kontinye sèvi 
kòm yon leman pou kwasans  

  
SCREEN pral itilize 929 mèt kare (10,000 pye kare) espas sal blanch nan nouvo 

bilding NanoFab Reflection NY Creates la ak 464 mèt kare (5,000 pye kare) espas 
biwo 

  
Gouvènè Kathy Hochul te anonse jodi a yon patenarya entènasyonal estratejik ant Sant 
Nouyòk Pou Rechèch, Avansman Ekonomik, Teknoloji, Jeni ak Syans (New York 
Center for Research, Economic Advancement, Technology, Engineering, and Science, 
NY Creates), pwopriyetè ak operatè Konplèks NanoTech Albany, sant R&D (Rechèch 
ak Devlopman) nan semi-kondiktè ki pi avanse nan Amerik di Nò ki dirije pa yon 
òganizasyon san bi likratif, ak SCREEN, yon konpayi fabrikasyon ekipman semi-
kondiktè ki baze nan Japon e lidè nan aplikasyon pou gravi ak netwayaj imid. Anons la 
mete aksan sou yon angajman pataje pou ankouraje rechèch ak devlopman ki gen rapò 
ak pis avanse, elaji kolaborasyon, epi ranfòse devlopman mendèv atravè ekosistèm 
gwo teknoloji Etazini ak Japon. Nouvo akò a gen ladan l itilizasyon 929 mèt kare 
(10,000 pye kare) espas sal blanch SCREEN la nan nouvo bilding NanoFab Reflection 
Creates la, ki a konstriksyon kounye a, 464 mèt kare (5,000 pye kare) espas biwo nan 
Konplèks NanoTech Albany Creates la, ak plis pase 75 milyon dola nan depans yo 
prevwa pandan twa premye ane yon patenarya R&D kire dis ane.  
  
"Nouvo akò sa a avèk SCREEN make yon lòt gwo etap enpòtan nan lidèchip mondyal 
Nouyòk nan inovasyon semikondiktè", Gouvènè Hochul te deklare. "Avèk 
envestisman SCREEN nan NY Creates ak Rejyon Kapital la, ekosistèm gwo teknoloji 
nou an kontinye ap elaji epi kondwi renesans nasyon an nan fabrikasyon avanse. 
Nouyòk ap dirije efò pou rebati endistri semikondiktè a, yon endistri ki bay bon travay, 
ranfòse kominote yo epi sipòte yon ekonomi inovasyon solid."  
  
Lidè ki soti nan NY Creates, Empire State Development, ak SCREEN Holdings 
Company Ltd., ki baze nan Kyoto, Japon, te fòmalize akò operasyonèl sa a avèk yon 
siyati seremoni pa Prezidan Creates la, Dave Anderson, Prezidan ak Direktè Egzekitif 
Jeneral SCREEN Holdings, Masato Goto, ansanm ak Prezidan Ian Brown ki soti nan 



nouvo konpayi an, SCREEN Advanced Technology Center of America (ATCA), nan sit 
SCREEN Monzennakacho nan Tokyo nan dat 16 desanm.  
  
Prezidan NY CREATES la, Dave Anderson, te deklare, "Creates fyè pou l kòmanse 
kolaborasyon sa a avèk SCREEN, pou l bati sou envestisman 1 milya dola Gouvènè 
Eta Nouyòk Kathy Hochul te fè nan sit nou an ak 9 milya dola ki soti nan patnè endistri 
nou yo, sa k ap atire plis opòtinite kwasans epi anplifye koneksyon solid nou yo ak 
ekosistèm dènye kri Japon an. Etablisman nouvo sant R&D SCREEN nan Konplèks 
NanoTech Albany nou an reflete yon angajman pataje pou ankouraje R&D ak 
inovasyon nan semikondiktè nan Nouyòk ak Etazini. Nou rekonesan tou pou travay 
Empire State Development fè pou ede opòtinite patenarya sa a reyalize pandan n ap 
bay SCREEN aksè ak enstalasyon klas mondyal nou yo. Ekspètiz renome SCREEN 
nan teknoloji ak inovasyon pral pèmèt plis toujou efò rejyon an pou rechèch ak 
devlopman semi-kondiktè, devlopman mendèv, ak pwogrè ekonomik."  
  
Prezidan ak Direktè Egzekitif Jeneral SCREEN, Masato Goto, te deklare, "SCREEN 
apresye koperasyon pati NY Creates ak Empire State Development yo pou pèmèt nou 
etabli nouvo sit R&D nou an deyò Japon nan Konplèks NanoTech Albany ak objektif 
pou ranfòse konpetisyon pwodwi nou yo nan biznis ekipman pwodiksyon semi-kondiktè 
a. SCREEN ATCA pral elaji kapasite nou pou nou angaje nou ak lokatè ki deja egziste 
sou plas, kliyan mondyal ak patnè pou nou bati yon fondasyon biznis solid pou nouvo 
kwasans."  
  
Prezidan, Direktè Egzekitif Jeneral ak Komisè Empire State Development (ESD) 
lan, Hope Knight, te deklare, "Nan kad lidèchip Gouvènè Hochul a, Eta Nouyòk ap 
dirije renesans Etazini an nan rechèch, devlopman ak fabrikasyon semikondiktè. Nouvo 
sant SCREEN nan NY Creates pral bati sou patenarya solid eta a ak Japon pou nouri 
inovasyon kolaboratif nan semikondiktè atravè ekosistèm gwo teknoloji nou yo."  
 
Atravè nouvo patenarya sa a, Creates ak SCREEN gen entansyon konekte 
òganizasyon prensipal yo alafwa nan Etazini ak nan Japon, pou yo itilize rezo yo pou 
ankouraje inovasyon nan rechèch ak devlopman semikondiktè tout pandan y ap 
konplete fòs youn lòt pou fè avanse plis ekosistèm gwo teknoloji respektif yo. ATCA gen 
pou objektif akselere validasyon teknoloji elemantè ak devlopman ekipman soti nan 
domèn pwosesis imid rive nan domèn teknoloji emèjan tankou pwosesis tèmik ak 
anbalaj avanse.  
  
SCREEN se yon lidè mondyal nan pwosesis gravi ak netwayaj semi-kondiktè imid ak 
yon seri teknoloji debaz nan tretman iid, revètman/devlopman, tretman tèmik, ak 
tretman imaj. Patenarya sa a avèk Creates konplete yon rezo patnè domestik ak 
entènasyonal k ap elaji k ap kontribye nan siksè sant inovasyon Creates la. Yon kantite 
kolaborasyon k ap grandi vin posib grasa etablisman nouvo etablisman NanoFab 
Reflection Creates la ki pral sèvi tou kòm kay pou Sant Litografi Iltravyolèt Creates la, ki 
aktyèlman ofri litografi Iltravyolèt NA estanda, ak kapasite litografi Iltravyolèt NA Avanse 
ki aksesib an 2026.  
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NanoFab Reflection ki gen 28,800 mèt kare (310,000 pye kare a) se yon eleman kle 
nan estrateji ak envestisman Gouvènè Hochul la pou semi-kondiktè nan devlopman 
Konplèks NanoTech Albany NY Creates la, ki se deja premye sant rechèch ak 
devlopman semi-kondiktè piblik-prive nan peyi a. Pwojè a pral sipòte plizyè santèn 
nouvo djòb pèmanan nan domèn teknoloji avanse, jenere 9 milya dola nan envestisman 
prive, epi sèvi ak pouvwa patenarya elaji ak inivèsite yo, pwogram mendèv yo, ak 
konpayi semi-kondiktè mondyal yo.  
  

Gouvènè a te patisipe dènyèman nan yon seremoni "finisman konstriksyon" etablisman 
NanoFab Reflection lan, pou make enstalasyon dènye pout an asye estrikti bilding lan 
epi mete aksan sou pwogrè konstriksyon li an dapre orè a. Yo prevwa finisman 
konstriksyon bilding lan nan fen ane pwochèn.  
  
Senatè Charles Schumer te deklare, "Nouvo patenarya SCREEN an, ki vo 75 milyon 
dola, avèk NY Creates la etabli Albany NanoTech kòm yon sant mondyal pou R&D 
semi-kondiktè epi li montre ke Albany se kote pou dirije R&D semi-kondiktè nan Etazini. 
Konpayi atravè lemond ap rekonèt sa mwen konnen depi lontan: envesti nan NanoTech 
Albany an– ki pral byento lakay premye e sèl Sant Iltravyolèt NA Avanse piblik nan 
Amerik di Nò gras a lidèchip Gouvènè Hochul – se kle pou devlope pwochen fwontyè 
teknoloji semi-kondiktè a. M ap kontinye goumen pou m fè plis envestisman pou sipòte 
efò Albany ak NY Creates yo, ki enpòtan anpil pou ekonomi nou an, sekirite nasyonal 
nou an, ak avni teknolojik nou an."  
  
Enfòmasyon sou NY Creates  
NY Creates sèvi kòm yon pon ant laboratwa ak fabrikasyon pou elektwonik avanse, 
ankouraje patenarya piblik-prive ak ant endistri ak akademi pou devlopman teknoloji ak 
inovasyon. NY Creates atire epi dirije pwojè inovasyon ak komèsyalizasyon ki konekte 
ak endistri ki sekirize gwo envestisman, avanse R&D nan teknoloji k ap emèje yo, ak 
jenere travay demen yo. NY Creates dirije kèk nan enstalasyon ki pi avanse nan mond 
lan, gen plis pase 2,700 ekspè ak pwofesè nan endistri a, epi li jere envestisman piblik 
ak prive ki gen plis pase 25 milya dola, ki plase li nan episant mondyal inovasyon ak 
komèsyalizasyo teknoloji avanse. Aprann plis nan www.ny-creates.org.  

  
Konsènan SCREEN  
SCREEN Holdings se yon konpayi holding ki sipèvize kat konpayi biznis prensipal: 
ekipman pwodiksyon semi-kondiktè (SPE), ekipman pou atizay grafik (GA), ekipman 
pwodiksyon ekran (FT), ak ekipman ki gen rapò ak PCB (PE). SCREEN te fonde an 
1943, okòmansman kòm yon fabrikan ekipman pou atizay grafik, epi li te elaji biznis li yo 
nan endistri elektwonik la, sa ki te ankouraje inovasyon nan endistri li sèvi yo. Sektè 
SPE li a se yon fabrikan prensipal nan ekipman pou trete plak silisyòm pou mache 
semi-kondiktè a atravè lemond. Li toujou kenbe premye pati mondyal la nan gravi ak 
netwayaj plak silisyòm imid epi li bay yon pakèt solisyon ki sipòte pwodiksyon semi-
kondiktè, tankou litografi, tretman tèmik, sistèm mezi/enspeksyon. Aprann plis nan 
www.screen.co.jp/en.  
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Lòt nouvèl disponib sou sit www.governor.ny.gov 
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